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１．概要（Summary） 

Si 薄 膜 は 、 微 小 電 気 機 械 シ ス テ ム （ Micro 
ElectroMechanical Sytems: MEMS）を試作するのに

使用されている。堆積プロセスによって得られるために、

薄膜中には結晶粒界が多く存在する。MEMSデバイスを

動作させた際には、この結晶粒界等の欠陥部で駆動エネ

ルギーの散逸が起こるため、その低減が求められる。本

研究では、静電駆動型 Si 薄膜 MEMS 振動子を試作し

た。結晶化構造と共振特性との相関を調べた。 
 

２．実験（Experimental） 
熱酸化膜のついたシリコン基板上にアモルファスシリコ

ン薄膜を堆積させた。シリコン薄膜に導電性を付与するた

めに、イオン注入を行った。マスクアライナ装置（露光機）

を用いて、フォトレジストのパターニンングを行った後、

Deep Reactive Ion Etching 装置を利用して、カンチレ

バー振動子の形状をつくった。Ni ナノ粒子を用いた金属

誘 起 横 方 向 結 晶 化 法 （ Metal-Induced Lateral 
Crystallization: MILC）を行ってシリコン薄膜の結晶化

を促進させた。その後、犠牲層であるシリコン酸化膜層を

エッチング除去することで、カンチレバー振動子をリリース

させた。この振動子を静電駆動させ、光学的手法で共振

特性を評価した。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
結晶化状態は電子後方散乱回折法（Electron Back- 

Scatter Diffraction: EBSD）で解析した。MILC 処理を

していないサンプルでは、微結晶状態となっていた。

MILC 処理を行ったサンプルではカンチレバー本体部が

ほぼ一様な結晶化状態となった（Fig. 1）。結晶粒界が少

なくなるため、駆動エネルギーの散逸が低減されて、動作

特性の向上が期待される。 
共振特性の評価指標として、共振の Q 値を使用した。

MILC 処理を行った振動子では、Q=33000 の値が得ら

れた。MILC 処理を行っていない、ほぼ同形の振動子で

は、Q=12000 であった。シリコン薄膜の結晶化を制御しな

がら促進させることで、エネルギー損失を低減し、共振特

性を向上させることができた。 
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Fig. 1: (a) Principle of uniform crystallization of 
amorphous Si film using Ni nanoparticles. (b) SEM  
and (c) EBSD images of the cantilever body 
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